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サステナブルな社会を⽬指して，未利⽤熱を電気エネルギーとして利⽤可能とする
熱電変換材料に⼤きな期待が寄せられている．本報告書では，⾼度な熱電変換性能
を有するBi2Te3の電気めっき成膜に関する実験検証内容を述べる．

実験
Experimental

熱電変換材料の電気めっき膜検証を⾏うべく，シリコン基板へのAu 100 nm/Cr 10
nmの電⼦ビーム蒸着装置（WS-002）によって電極を作成し，熱電材料の電気めっ
き成膜（WS-005）を検証した．触針式段差計（WS-021）によって膜質を評価し，
所望の膜が得られたことを確認した．

結果と考察
Results and Discussion

Bi 4 mM, Te 6 mMのめっき浴を使⽤し，0 mV vs. Ag/AgCl (KCl飽和⽔溶液) の定
電位印加にて60分間の電気メッキを⾏った．作⽤極のカソードではビスマステルル
が析出する式(1)とテルルが析出する(2)の還元反応が進んだと考えられる．

3HTeO2
+ + 2Bi3

+ + 9H++ 18e- → Bi2Te3 + 6H2O (1)
HTeO2

+ + 3H++ 4e- → Te
0
 + 2H2O (2)

得られた膜のCCDカメラ像を添付し，（図1）数ミクロン直径ほどのドメインによっ
て構成される電気めっき膜が観察された．触針式段差計によれば数10 nmほどの表
⾯粗さを有する平滑膜であることが⽰された．
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図1 CCDカメラを用いた観察したBi2Te3電気めっき膜
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